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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和3年5月27日(2021.5.27)

【公表番号】特表2019-523210(P2019-523210A)
【公表日】令和1年8月22日(2019.8.22)
【年通号数】公開・登録公報2019-034
【出願番号】特願2019-526384(P2019-526384)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  32/198    (2017.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ   32/198    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年4月16日(2021.4.16)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　反応の拡張可能性を判断するために、パイロット規模プロセスで天然の高純度（＞９９
％）塊状グラファイト約１００ｇを使用することにより、パイロット規模プロセスも行う
。一実施形態において、反応時間は２０時間まで増加する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｈ３ＰＯ４または窒素含有化合物を使用せずに、９．３６～９．７１Åの層間隔を有す
る酸化グラフェンを合成する方法であって、
ａ．グラファイト源を得る工程と、
ｂ．前記グラファイト源とＨ２ＳＯ４とを容器中で反応させる工程と、
ｃ．ＫＭｎＯ４を前記容器に添加して、反応混合物を形成する工程であって、前記Ｈ２Ｓ
Ｏ４、前記グラファイト源および前記ＫＭｎＯ４を、前記Ｈ２ＳＯ４の添加から前記ＫＭ
ｎＯ４との反応まで、０℃～１０℃の温度で８時間以上最大約２０時間維持する工程と、
ｄ．Ｈ２Ｏ２およびＨ２Ｏを前記反応混合物に添加して、上清および酸化グラフェンスラ
リーを形成する工程と、
ｅ．前記上清を分離して、前記酸化グラフェンスラリーを得る工程と
を含む前記方法。
【請求項２】
　前記酸化グラフェンスラリーを１種または複数の洗浄剤で洗浄することをさらに含む請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記洗浄剤が、Ｈ２ＯとＨＣｌとの混合物を含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記洗浄剤が、エタノールとジエチルエーテルとの混合物をさらに含む請求項３に記載
の方法。
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【請求項５】
　前記酸化グラフェンスラリーを室温にて真空下で乾燥する請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記酸化グラフェンスラリーを剥離させる請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記剥離が、前記酸化グラフェンスラリーを水溶液に添加し、これにより得られた混合
物を超音波処理して、超音波処理した混合物を形成することを含む請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　前記剥離が、前記超音波処理した混合物を基材に移すことをさらに含む請求項７に記載
の方法。
【請求項９】
　前記グラファイト源（グラム単位）と前記Ｈ２ＳＯ４（ミリリットル単位）との比が、
約０．５：１００～約２．５：１００である請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記グラファイト源（グラム単位）と前記ＫＭｎＯ４（グラム単位）との比が、約１：
２～約１：５である請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記グラファイト源が、グラファイトを少なくとも９９％含む請求項１０に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記反応混合物を０℃～１０℃で８～２０時間撹拌する請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　９．３６～９．７１Åの層間隔を有する酸化グラフェンを合成する方法であって、
ａ．グラファイト源を得る工程と、
ｂ．前記グラファイト源とＨ２ＳＯ４とを容器中で反応させる工程と、
ｃ．ＫＭｎＯ４を前記容器に添加して、反応混合物を形成する工程であって、前記Ｈ２Ｓ
Ｏ４、前記グラファイト源および前記ＫＭｎＯ４を、前記Ｈ２ＳＯ４の添加から前記ＫＭ
ｎＯ４との反応まで、０℃～１０℃の温度で８時間以上、２０時間まで維持する工程と、
ｄ．Ｈ２Ｏ２およびＨ２Ｏを前記反応混合物に添加して、上清および酸化グラフェンスラ
リーを形成する工程と、
ｅ．前記上清を分離して、前記酸化グラフェンスラリーを得る工程と
から本質的になる方法。
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